Prezentacja aparatury zakupionej przez IKiFP

Mikroskopy LEEM i PEEM
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Cechy ogolne mikroskopow

» do badania powierzchni; czuto$é ~A - ~ nm
* szeroka gama kontrastow
— topograficzny
— strukturalny
— chemiczny
— magnetyczny
*medium obrazujgce — powolne elektrony: ~0eV-500eV
( rézne metody ich wzbudzania)
* obrazowanie w mezoskali : >3nm
* mikroskopia bezposrednia (nieskanujgca)
— obrazowanie w czasie rzeczywistym
— obrazowanie w przestrzeni rzeczywistej i odwrotnej
e obrazowanie w wysokich temperaturach 1200°C

Obrazowanie przestrzeni rzeczywistej Obrazowanie przestrzeni odwrotnej ! L7 ,‘_'}_i',“B




Zasada dziatania

Tryb pracy Schemat mikroskopu LEEM
LEEM
~0eV | | proBrA

Wolne elektrony (obszar zwalniania/przyspiesznia)

Szybkie elektrony obiektyw

~ 20000 eV

Detektor - MCP
Separator wigzki

Dziato elektronowe
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Zasada dziatania

Tryb pracy Schemat mikroskopu LEEM
~0eV PROBKA
A )
Wolne elektrony (obszar zwalniania/przyspiesznia) hV
X
Szybkie elektrony Katodowa
soczewka

~ 20000 eV

obiektywowa

Detektor - MCP
Separator wigzki




parametry

SPE-PEEM

FoV: 1.25 - 150um
* rozdzielczo$s¢ PEEM: ~11nm

* rozdzielczos¢ XPEEM: ~25nm
(kryterium 16-84%)

* rozdzielczos¢ en. analizatora ~150meV

LEEM

* FoV: 1.5-80um
* Rozdzielczosé: ~3nm




wyposazenie mikroskopow
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Mozliwosci LEEM-u

Tryby pracy/mozliwe kontrasty

I
! |
Przestrzen odwrotna Przestrzen rzeczywista
LEED — Przestrzen energii
I kontrast
I(V), u-1(V) odbiciowy
kontrast
| fazowy

obrazowanie
W jasnym polu

obrazowanie
w ciemnym polu
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Mozliwosci LEEMu:

Praca w czasie rzeczywistym

Depozycja 1ML Fe/W(110) @ 600°C
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M OZl iWOSCi LE E M u. Powierzchniowy tlenek wolframu

Praca w wysokich temperaturach -przejscie fazowe

@ 1100°C




Mozliwosci LEEMu:

Faza B
Obrazowanie domen kierunkowych

Obr. jasnym polu Obr. w ciemnym polu
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SLS na wigzce NanoXas
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Mozliwosci X-PEEMu:

FOTOABSORPCJA . FOTOEMISJA
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Moz I iWOSICi PEEMu: 1.29nmAu/0.12nmMo/16nmEuFe,

Obrazowanie z kontrastem chemicznym /500nmMo/Si
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Praca wykonana we wspotpracy z grupg eksperymentalng prof. dr hab. Jacka Szade.
Instytut Fizyki im. Augusta Chetkowskiego, Uniwersytet Slgski, Katowice,
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Mozliwosci PEEMu:

Obrazowanie z mag-chem uktadéw warstwowych

20A Co/27A Au/200A Fe/W(110)

XMCD L, Fe XMCD L; Co Obraz réznicowy
(XMCD L; Co — XMCD L, Fe)




Mozliwosci PEEMu:

Py/Au/Co
Obrazowanie z mag-chem nanostruktur warstwowych

(NigoFe,o-2nm/Au-2.2nm/Co-0.6nm/Au-2.2nm),,

Probki Py/Au/Co prof. F. Stobieckiego
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Mozliwosci PEEMu: Paski Fe/W(110)

z kontrastem magnetycznym (Fe wygrzane @ 550 2C)

Obraz XMCD Linia L; Fe

nsity

FoV=20um
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Mozliwosci PEEMu:

Obrazowanie magnetyczne w czasie rzeczywistym SRT w Fe/W(110)

Obserwacja przejscia w trakcie parowania warstwy Fe

jedna polaryzacja




Mozliwosci PEEMu:

Obrazowanie magnetyczne w szerokim zakresie temperatur Monokrysztat magnetytu

Obrazy XMCD Linia L, Fe

Duzo powyzej T, Powyzej T, W poblizu T, Ponizej T,

Praca wykonana we wspotpracy z grupg eksperymentalng prof. dr hab. Andrzeja Koztowskiego
Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Krakow,
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biezgce prace rozwojowe

LEEM

* Rozbudowa o korektor aberracji

, N Pierwszy na swiecie AC-LEEM przy synchrotronie
* Rozdzielczos¢ ~ 1nm

* Transmisja ~9x
e Zakup analizatora energii

* Instalacja tymczasowa SLS
* Instalacja docelowa POLARIS wm

SPE-PEEM

e Zakup zrédta UV od duzej Laboratoryjny PEEM z kontrastem magnetycznym

intensywnosci o en. do 6.9eV

Cs/Ni(12 ML)/Cu(0 0 1)

(+monochromator+ polaryzatory)

Metoda wykorzystuje dychroizm \00
. . . (a) WiH
w fotoemisji progowej zwigzany z

pasmami walencyjnymi

Nakagawa 2009
Taniuchi 2012



